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SCCO2
洗淨設備

自動化
監控技術

自動開閉
機構設計

壓力容器
設計技術

高壓管路
設計技術

系統設計
分析技術

已建立技術

技
術
應
用
領
域

•晶圓清洗、去光阻技術

•工業用洗淨技術

•微奈米藥粉製備技術

•生醫器材殺菌技術

•奈米材料製造技術

•奈米薄膜成形技術

•衣物乾洗技術

•天然物萃取技術

•天然成分分離純化技術

•成分植入改質技術

•有毒廢液處理技術

•污染土壤復育技術

‧技術引進來源

-製程技術：美國Raytheon公司

-設備技術：奧地利Natex公司

‧技術移轉對象

-Raytheon專利再授權：南緯、民欣

-壓力容器設計技術：南緯、台灣端
板、亞炬

-洗淨系統設計技術：南緯、民欣、
韶陽
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製程原理 亞洲最大100L洗淨實驗設備

超臨界二氧化碳實驗室
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